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Prufungsantrag gem. § 44 PatG 1st gestellt 
(g) Verfahren zur Herstetlung einer Isolation 

© Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfehren zur Heretel- 
lung einer Isolation (1) fur ein elektrlsch leKendes Bauteil 
(10). Hierfur wird ein Isolatlonsmaterial (5) verwendet, das 
gegen die Beschadigung durcb Teilentladung elektrischer 
Folder geschutzt 1st. Zur Ausblldung des Isolationsmaterials 
(5) wird ein.Tragerrnaterlal (2), das auf seiner Oberflaohe 
eln- Oder beidseitig einen isollerenden Belag (3) aufwetst, 
mit einer chemischen Verbindung (4) impragnlert Dies wird 
zur Verfestigung des Isolationsmaterials (5) und zur dauer- 
haften Verbindung der Isolation (1) mit dem Bauteil (10) 
durch StrahlungspolyrnerisatiorV und/oder durch Zufuhr von 
Warme ausgehartet. 
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Die Erfindung bezieht sich auf cin Verfahreh zur Her- 
stellung einer Isolation fur elektrisch leitende Baiiteile 
gemaB dem Oberbegriff des Patentanspruches 1. 

Eine solche Isolation ist besohders fQr Bauteile von 
rotierenden elektrischen Maschinen gceignct Die bis 
jctzt bekannten Isolationen diescr Art werden durch 
Glasgewebebander gebildet die einen Belag aus Glim- 
mer aufweiseh. Hiermit werden die Schaden an der Iso- 
lation gemindert, welche durch Teilentf adungen elektri- 
scher Felder beispielsweise in LufteinschlOssen der Iso- 
lation verursacht werden. Die mit dem Belag versehe- 
nen Gewebebander werden um die zu isolierenden Bau- 
teile gewickelt Die Verfestigung des Isolationsmaterials 
und seine dauerhafte Verbindung mit dem Bauteil er- 
folgt mit Hilfe eines Harzes. 

Bei einem bekannten Verfahren werden die Bander 
vbr dem Wickeln mit dem Harz impragniert Das Harz 
wird yor dem Wickeln vorgetrocknet und nach dem 
Wickeln ausgehartet Die Aushartung des Harzes er- 
folgt durch heiBes Pressen in Forniwerkzeugen. 

Bei einem anderen bekannten Verfahren werden die 
mit Glimmerbelag versehenen Glasgewebebander un- 
mittelbar um die zu isolierenden Bauteile gewickelt Das 
Harz wird anschlieBend mittels VakuumADruckimprSl- 
gnierung in die Isolation eingebracht und thermisch aus- 
gehartet Beide Verfahren sind arbeits- und kosteninten- 
siv. Bei dem zuletzt beschriebenen Verfahren 5 mttssen 
aus produktidnstechnischen Grunden groBe Mengen 
Flfissigharz bevorratet und gewartet werden, was ein 
Gefahreiipotential fdr die Arbeitsbereiche und die Um- 
welt b'edeutet *• ■ ■ 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Ver- 
fahren aufzuzeigen, mit dem eine Isolation fQr elektrisch 
leitende Bauteile unter Umgehung der eingangs ge- 
nannten Nachteile energie- und zeitsparend sowie ko- 
stengQnstig und umweltfreuridlich hergestellt werden 
kann. 

Diese Aufgabe wird erfindungsgemaB durch die 
Merkmale des Patentanspruches 1 geldst 

Bei dem erfinduhgsgem&Ben Verfahren wird zunachst 
ein Isolationsmaterial aus einem Tragermaterial in 
Form von Bandern, Folien oder Matten gefertigt Diese 
werden beispielsweise aus Glasgewebe, Polyetherether- 
keton, Polyethylennaphtalat oder Polysulfon hergestellt 
Das Tragermaterial Lst ein oder beidseitig mit einem 
Belag aus SiO* AI2O3, Cr203 oder Glimmer versehen, 
wobeix einen Wert von 2 oder kleiner annehmen kann. 
Mit Hilfe dieses Belages werden Schaden an der Isola- 
tion gemindert, welche durch Teilentladungen elektri- 
scher Felder beispielsweise in LufteinschlOssen der Iso- 
lation verursacht werden kdnneit Das Isolationsmateri- 
al wird anschlieBend mit einer chemischen Verbindung 
impragniert Diese wird so gewahlt, daB sie mittels 
Strahlungspolymerisation, mittels Strahlungspolymeri- 
sation uhd der Zufuhr von WSrme oder auch nur ther- 
misch ausgehartet werden kann. Die chemische Verbin- 
dung wird so gew&hlt, daB ihre Polymerisation mittels 
UVrStrahlung oder Elektronenstrahlting aktiviert wer- 
den kann. Die Aktivierung der Polymerisation erfolgt 
mittels UV-Strahlung, die vorzugsweise eine Welienlan r 
ge zwischen 200 nm bis 500 nm aufweist Die Verwen- 
dung von Elektronenstrahlung in einem Bereich zwi- 
schen 150 keV bis 4,5 MeV ist ebenfalls mdglich. Erfin- 
dungsgemaB kann das isolationsmaterial auch mit einer 
prganisch modifizierten Keramik impragniert werden. 
Der organische Anteil dieser Keramik besteht aus Ep- 



oxide Acrylat- oder Vinylgruppen. Die Polymerisation 
des organischen Anteils in der Keramik wird ebenfalls 
durch Strahlungspolymerisation mit oder ohne Zufuhr 
von WSrme oder ausschlicBlich mittels Zufuhr von War- 
5 me bewirkt Wird das Isolationsmaterial mit einer modi- 
fizierten Keramik impragniert, so kann gegebenenfalls 
auf einen Belag der obenbeschriebenen Art verzichtet 
werden, da die Keramik selbst in der Lage ist, Schadi- 
gungen durch Teilentladungen zu mindern. Mit Hilfe 

10 der modifizierten Keramik ist es auch mdglich, die Bela- 
ge aus Glimmer dauerhaft mit dem Tragermaterial fQr 
die Fertigung des Isolationsmaterials zu verbinden. 

Das Verfestigen uhd Verbinden des impragnierten 
Isolationsmaterials mit dem zu isolierenden Bauteil 

t5 kann beispielsweise dadurch erreicht werden, daB das 
impragnierte Isolationsmaterial zunachst bestrahlt und 
anschlieBend um das zu isolierende Bauteil gewickelt 
wird. Durch geeignete Wahl der chemischen Verbin- 
dung, welche fflr die Impragnierung verwendet wird, 

20 kann erreicht werden, daB die Polymerisation und Aus- 
hartung wahrend und nach dem Wickeln bei Raumtem- 
peratur ablSuft 

Das Isolationsmaterial kann auch mit einer solchen 
Impragnierung versehen werden, bei der die Polymeri- 

25 sation erst nach dem Umwickeln des Bauteils mit dem 
Isolationsmaterial bei erhdhter Temperatur erfolgt 
HierfOr wird das Isolationsmaterial zunachst impra- 
gniert Daraufhin zum Aktivieren der Polymerisation 
bestrahlt und im AnschluB daran um das Bauteil gewik- 

30 kelt Die Polymerisation und Aushartung erfolgt nach 
dem Umwickeln des Bauteils bei einer Temperatur von 
50* C oder einer darflberliegenden Temperatur. 

Ebenso kann das impragnierte Isolationsmaterial 
auch beim Wickeln bestrahlt und die Impragnierung 

35 gleichzeitig bei einem definierten Druck, der zur Form- 
gebung auf das Isolationsmaterial ausgeubt wird, poly- 
merisiert und ausgehartet werden. 

Das impragnierte Isolationsmaterial kann anderer- 
seits auch zuerst vollstandig um das zu isolierende Bau- 

40 teil gewickelt werden. Die Polymerisation wird im An- 
schluB daran durch Bestrahlung des isolierten Bauteils 
aktiviert Die Polymerisation und die Aushartung lauf en 
. in AnschluB daran bei einer definierten Temperatur ab. 
Wird das Isolationsmaterial mit einer organisch modifi- 

45 zierten Keramik impragniert, so kann die Polymerisa- 
tion und Aushartung beispielsweise ausschlieBlich mit- 
tels Warmebehandlung bewirkt werden. Es besteht je- 
doch auch hierbei die MOglichkeit die Polymerisation 
des organischen Anteils in dieser Keramik mittels der 

so oben beschriebenen Strahlungzu aktivieren. 

Weitere erfindungswesentliche Merkmale sind in den 
Unteranspruchen gekenhzeichnet 

Die Erfindung wird nachfolgehd anhand einer sche- 
matischen Zeichnung erlautert 

55 Die einzige zur Beschreibung geharige Figur zeigt ein 
stabfdrmiges Bauteil 10 mit einem rechteckigeri Quer- 
schnitt Dieses Bauteil 10 ist Bestandteil einer rotieren- 
den elektrischen Maschine (hier nicht dargestellt). Das 
Bauteil 10 wird mit Hilfe des erfinduhgsgemfiBen Ver- 

eo fahren mit einer Isolation 1 versehen. Zur Ausbildung 
ernes geeigneten Isolationsmaterials wird beispielsweise 
ein bandfdrmiges Tragermaterial 2 verwendet Es k6n- 
nen auch matten- oder folienf Ormige Tragermaterialien 
verwendet werden. Das verwendete Tragermaterial 

65 wird beispielsweise aus Glasgewebe, Aramidgewebe, 
Poly etheretherke ton, Polyethylenterephtalat, Polyethy- 
lennaphtalat, Polysulfon oder Aramidgewebe gefertigt 
In dem hier dargestellteh AusfUhrungsbeispiel ist das 
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Tragermaterial 2 als Glasgewebeband ausgebildet Um 
Beschadigungen der Isolation 1 durch Teilentladungen 
von elektrischen Feldern zu mindern, weist das Trager- 
material 2 einen Belag 3 auf, der aus SiO x , AI2O3, C^Cb 
oder Glimmer bzw, einerii Material mit ahnlichen Eigen- 5 
schaften gebildet wird. X weist einen Wert von 2 oder 
kleiner auf. Der Belag 3 kann auf einer oder beiden 
Oberflachen des Tragermaterials 2 angeordnet sein. Da- 
durch wird ein Isolationsmaterial 5 gebildet, das urn das 
Bauelement 10 gewickelt wird. Damit die Isolation 1 die 10 
erforderliche Festigkeit erhalt, und dauerhaft mit dem 
Bauteil 10 verbunden bleibt, wird das Isolationsmaterial 
5 vor dem Wickeln um das Bauteil 10 mit einer chemV 
schen Verbindung impragniert, die wenigstens einen or- 
ganischen Bestandteil enthalt Vorzugsweise erfolgt die 15 
Impragnierung des Isolationsniaterials 5 mit einem 
Harz, das einen Zusatz in Form eines Photoinitiators 
aufweisen kann. Als Harze eignen sich Epoxidharze in 
Form von Cycloaliphaten, Aromaten, Diglycidylethern 
oder Glycidylestem, bzw. Acrylate oder Ure thane, Poly- 20 
ester, Silikone, ungesatugte Polyesterimide oder unge- 
sattigte Polyesterharze. Pas Impragniermaterial 4 kann 
einen Zusatz an Photoinitiatoren von wenigstens 0,5 bis 
10 Gew.% bezogen auf das Gesamtgewicht des Impra- 
gniermaterials 4 enthalten. Vorzugsweise werden Pho- 75 
toinitiatoren in Form von Eisenhexafluorphosphat, Tria- 
rylsulfoniumsalz, Bisacylphosphinoxid, Benzyldime thy- 
laminobutanon, Benzildimethylketal, Methylmorpholi- 
nopropahon, Benzoinether oder Benzophenon verwen- 
det Die Impragnierung des Isolationsmaterials 5 kann 30 
andererseits auch mit einer organisch modif izierten Ke- 
ramik erfolgen. Die Verfestigung des Isolationsmateri- 
als 5 und seine Verbindung mit dem Bauteil 10 wird je 
nach Zusammensetzung der cheinischen Verbindung 4 
durch radikaUsche oder kationische Strahlungspolyme- 35 
risation und Aushartung der Impragnierung 4 bewirkt 
Die Polymerisation wird mit Hilfe von UV-Strahlung 
mit einer Wellenlange zwischen 20anm bis 500 nm akti- 
viert Die Verwendung von Elektronenstrahlung in ei- 
nem Bereich zwischen 150 keV bis 4,5 MeV ist ebenfalls 40 
mGglich. 

Das mit der chemischen Verbindung 4 impragnierte 
Isolationsmaterial 5 wird zunachst bestrahlt und an- 
schlieBend um das Bauteil 10 gewickelt Die Polymerisa- 
tion und Aushartung der Impragnierung 4 erfolgt an- 45 
schlieBend bei Raumtemperatur. Dieses Verfahren ist 
durch die geeignete Wahl des Harzes und eines Zusatz- 
es, der Kationen liefert, mdglich. Vorzugsweise wird fur 
diese Impragnierung eiri cycloaliphatisches Harz mit ei- 
nen Zusatz in Form von Eisenhexafluorphosphat oder 50 
Triarylsulfoniumsalzverwendet Die Menge des Zusatz- 
es betragt 0,5 bis 10 Gew% bezogen auf die Gesamt- 
menge der verwendeten Impragnierung 4. 

Es besteht anderseits die MSglichkeit, die Polymerisa- 
tion und Aushartung auch bei erhohter Temperatur 55 
durchzufilhren. Hietfar wird das impragnierte und be- 
strahlte Isolationsmaterial 5 zunachst um das Bauteil 10 
gewickelt Die Impragnierung 4 erfolgt mit einem aro- 
matischen oder cycloaliphatischen Epoxidharz, das ei- 
nen Zusatz in Form von Eisenhexafluorphosphat oder 60 
Triarylsulfoniumsalz aufweist Die Menge des Zusatzes 
betragt 0,5 bis 10 Gew°/o bezogen auf das Gesamtge- 
wicht der verwendeten Impragnierung 4. Die Polymeri- 
sation und Aushartung erfolgt nach dem Wickeln bei 
einer Temperatur von 50° C oder mehr. Dabei kann die 65 
Isolation 1 gleichzeitig durch Pressen geformt werden. 
Ferner kann die Polymerisation und Aushartung bei 
50° C undi mehr auch dadurch erreicht werden, daB das 



impragnierte und bestrahlte Isolationsmaterial 5 um das 
Bauteil 10 gewickelt wird, wobei das Bauteil 10 auf diese 
Temperatur erwarmt ist 

Das Verfahren laBt sich auch in der Weise durchf uh- 
ren, daB das Isolationsmaterial 5 zunachst impragniert 
wird. Die Impragnierung 4 besteht in diesem Fall aus 
einem cycloaliphatischen Epoxidharz mit wenigstens ei- 
nem Zusatz von 0,5 bis 10 Gew% Eisenhexafluorphos- 
phat oder Triarylsulfoniumsalz. Andererseits konnen als 
strahlungshartbare Harze auch Systeme wie Acrylate, 
Urethane, Polyester, Silikone oder deren Derivate ver- 
wendet werden. Diese sind um 0,5 bis 10 Gew% an 
Benzionether, Bisacylphosphinoxid, Benzyldimethyla- 
minobutanon, Benzyldimethylketal, Methylmorpholino- 
propanon oder Benzophenon bezogen auf das Gesamt- 
gewichjt der Impragnierung 4 erganzt Das Isolations- 
material 5 wird anschlieBend um das Bauteil 10 gewik- 
kelt und dabei bestrahlt. Mit Hilfe von AnpreBwerkzeu- 
gen (hier nicht dargestellt) Wird die Isolation 1 in eine 
definierte Form gebracht Mit dieser Wahl der Impra- 
gnierung 4 ist eine Polymerisation und Aushartung wah- 
rend des Wickeln durch Strahlung m5glich, wobei 
gleichzeitig die Formgebung mittels Druck bewirkt 
wird. 

Bei einer anderen Ausftlhrungsform des Verfahrens 
wird das Isolationsmaterial 5 zunachst mit der chemi- 
schen Verbindung 4 impragniert und um das Bauteil 10 
gewickelt. Die Impragnierung 4 wird durch ein cycloali- 
phatisches oder aromatisches Epoxidharz mit wenig- 
stens einem Zusatz in Form von Eisenhexafluorphos- 
phat oder Triarylsulfoniumsalz gebildeX Der Anteil der 
Zusatze betragt hierbei 1 bis 10 Gew%; Die gesamte 
Isolation 1 wird dann bestrahlt Im AnschluB daran wird 
die Impragnierung bei Raumtemperatur oder einer ho- 
heren Temperatur polymerisiert und ausgehartet 

Wie bereits oben erwahnt, kann das Isolationsmateri- 
al auch mit einer organisch modifizierten Keramik im- 
pragniert werden. In diesem Fall kann bei einer ausrei- 
chenden Teilchenentladungsbestandigkeit auf die Bela- 
ge 3 auf der Oberflache des Tragermaterials 2 verzichtet 
werden. Die organisch modif izierte Keramik weist bei- 
spiels weise einen organischen Anteil auf, der durch Ep- 
oxide Acrylat- oder Vinylgruppen gebildet wird. Dieser 
organische Anteil und die Keramik geben der Isolation 
1 nach der Aushartung die erforderliche Festigkeit und 
gew&hrleisten eine dauerhafte Verbindung mit dem 
Bauteil 10. Pie Aushartung des Impragniermaterial^ 4 
kann, wie in den obenbeschriebenen Beispielen, durch 
Strahlungspolymerisation oder ausschlieBlich durch die 
Zufuhr vori Warme bewirkt werden. 

Wit bereits eingangs erwahnt, wird das Tragermate- 
rial 2 ein- oder beidseitig mit einem Belag 3 versehen, 
um eine Beschadigungen der Isolation 1 durch Teilentla- 
dungen zu mindern. Der Belag 3 besteht aus SiO* AI2O3, 
Cr203 oder Glimmer bzw. einem Material mit ahnlichen 
Eigenschaften. ErfindungsgernaB besteht die M6glich- 
keit, diesen Belag 3 mit Hilfe dieser organisch modifi- 
zierte Keramik dauerhaft mit dem jeweiligen Trager- 
material zu verbinden. 

PatentansprOche 

I. Verfahren zur Herstellung einer Isolation (1) fiir 
ein elektrisch leitendes Bauteil (10) mit einem Isola- 
tionsmaterial (5),. das gegen Teilentladung ge- 
schQtzt ist dadurch gekennzeichnet, daB das Isola- 
tionsmaterial (5) mit einer chemischen Verbindung 
(4) impragniert wird, die zur Verfestigung der Isola- 
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tion (1) und zur dauerhaften Verbindung derselben 
mit dem Bauteil (10) mittels Strahlungspolymerisa- 
tion, Strahlungspolymerisation und der Zufuhr von 
. War me oder ausschlicuiich thermisch ausgehartet 
wird 5 

2. Verfahren nach Anspruch 1 ? dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die als Impragnierungsmaterial die- 
nende chemisehe Verbindung (4) wenigstens einen 
organischen Anteil aufweist, der zur Verfestigung 
der Isolation (1) und zur dauerhaften Verbindung io 
derselben mit dem Bauteil (10) strahlungspolyrheri- 
siert und/oder durch die Zufuhr von Warme ausge- 
hartet wird. 

3. Verfahren nach einem der AnsprOche i Oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, daB die chemischen Ver- 15 
bindung (4) durch eine radikalische oder kationi- 
sche Strahlungspolymerisation ausgehartet wird, 
daB die chemisehe Verbindung (4) mit einem Zusatz 

in Form von Eisenhexafluorphosphat oder Triaryl- 
suifoniumsalz fflr eine katiohische Strahlungspoly- 20 
merisation oder mit einem Zusatz in Form von Bi- 
sacylphosphinoxid, Benzyldimethylaminobutanpn, 
Benzildimethylketal, Methylmorpholinopropanon, 
Benzoinether oder Benzophenon fur eine radikali- 
sche Strahlungspolymerisation versehen wird 25 

4. Verfahren nach einem der Ansprtiche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, daB zur Ausbildung der 
Isolation (1) Tragermaterial (2) in Form von Ban- 
dern, Folien oder Matten verwendet wird, die aus 
Glasgewebe, Polyetheretherketon, Polyethyleriter- 30 
ephthalat, Polyethylennaphtalat, Polysulfon oder 
Aramidgewebe gef ertigt werden. 

5. Verfahren hach einem der AnsprOche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet; daB das Tragermaterial 
(2) zur Ausbildung des Isolationsmaterials (5) und 35 
zur Minderung einer Schadigung durch Teilentla- 
dungen ein- oder beidseitig mit einem Belag (3) aus 
Glimmer, SiO* AI2O3 oder &2O3 versehen wird, 
und x e jnen Wert von 2 oder kleiner aufweist 

6. Verfahren nach einem der AnsprOche 1 bis 5, 40 
dadurch gekennzeichnet, daB das Isolationsrnateri- 

al (5) mit einer chemischen Verbindung (4) impra- 
gniert wird die wenigstens em Harz in Form von 
Cycloaliphaten, aromatischen Epoxiden, Digrycidy- 
lethern oder Glycidylestern, bzw. Acrylate oder 45 
Urethane, Polyester, Silikoiie, urigesattigte Poly- 
esterimide oder ungesattigte Polyesterharze ent- 
halt, das durch radikalische oder kationische Strah- 
lungspolymerisation ausgehartet wird 

7. Verfahren nach einem der AnsprOche 1 bis 6, 50 
dadurch gekennzeichnet, daB die Strahlungspoly- 
merisation der chemischen Verbindung (4) durch 
Bestrahlung mit UV-Strahlung mit einer Wellen- 
i&nge yon 200 bis 500 nm oder Elektronenstrahlung 
im Bereich von 1 50 keV bis 4,5 MeV aktiviert wird. : 55 

8. Verfahren nach einem der AnsprOche 1 bis 7, 
dadurch gekennzeichnet, dafi das Isolationsmateri- 
al (5) mit einer chemisehe Verbindung in Form ei- 
nes cycloaliphatischen Harzes mit einen Zusatz yon 
0,5 Gew% bis 10 Gew^o bezogen auf das Gesamt- 60 
gewicht des Impragniermaterials (4) an Eisenhexa- 
fluorphosphat oder Triarylsulfoniumsalz impra- 
gniert, bestrahlt, um das Bauteil (10) gewickelt und 
bei Raumterhperatur ausgehartet wird 

9. Verfahren nach einem der AnsprOche 1 bis 7, 65 
dadurch gekennzeichnet, daB das Isolationsmateri- 

al (5) mit einem aromatischen oder cycloaliphati- 
schen Epoxidharz (4) impragniert wird, das einen 



Zusatz von 0,5 Gewyo bis 10 Gew% bezogen auf 
das Gesamtgewicht des Impragniermaterials (4) an 
Eisenhexafluorphosphat oder Triarylsulfoniumsalz 

und anschlieBend bei einer Temp eratur von 50° C 
oder oberhalb davon polymerisiert und ausgehar- 
tet wird. 

10. Verfahren nach einem der AnsprOche 1 bis 7, 
dadurch gekennzeichnet, daB das Isolationsmateri- 
al (5) mit einer chemischen Verbindung in Form 
eines strahlurigshartbaren Harzes mit wenigstens 
einem Zusatz impragniert, um das Bauteil (10) ge- 
wickelt. dabei bestrahlt und die Impragnierung (4) 
polymerisiert und ausgehartet und gleichzeitig die 
Formgebung der Isolation (1) mittels Druck be- 
wirktwird. 

1 1. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB als strahlungshartbares Harz ein cy- 
cloaliphatisches oder aromatisches Epoxidharz mit 
einem Zusatz von 0*5 Gew^o bis 10 GewVo an Ei- 
senhexafluorphosphat oder Triarylsulfoniumsalz 
bezogen auf das Gesamtgewicht der impragnie- 
rung (4) verwendet wird. 

12. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB als strahlungshartbares Harz ein 
Acrylat, ein Urethan, ein Polyester, ein Silikon oder 
ein Derivat hiervon, das einen Zusatz Von 0,5 bis 10 
Gew% Bisacylphosphinoxid, Benzyldimethylami- 
nobutanpn, Benzyldimethylketal, Methylmorpholi- 
nopropanon, Benzoinether oder Benzophenon be- 
zogen auf das Gesamtgewicht der Impragnierung 
(4) aufweist 

,13. Verfahren nach einem der AnsprOche 1 bis 7, 
dadurch gekennzeichnet, daB das Isolationsmateri- 
als (5) mit einer chemischen Verbindung (4) in Form 
eines aromatischen oder . cycloaliphatischen Ep- 
oxidharzes impragniert wird, das einen Zusatz zwi- 
schen 1 und 10 Gew% an Eisenhexafluorphosphat 
oder Triarylsulfoniumsalz aufweist daB das Isola- 
tionsmaterial (5) um das Bauteil (10) gewickelt und 
anschlieBend die gesamte Isolierung (1) zur Akti- 
vierung der Polymerisation bestrahlt wird, und daB 
die Impragnierung (4) daraufhin bei Raumtempera- 
tur oder einer erhdhten Temp eratur polymerisiert 
und ausgehartet wird. ' 

14. Verfahren nach einem der AnsprOche 1 bis 7, 
dadurch gekennzeichnet, daB das Tragermaterial 
(2) zur Verfestigung und zur dauerhaften Verbin- 
dung mit dem zu isolierendpn Bauteil (10) mit einer 
organisch modifizierten Keramik impragniert wird, 
die als organischen Bestandteil Epoxid-, Acrylat- 
oder Vinylgruppeh aufweist, und daB das impra- 
gnierte Tragermaterial (2) um das Bauteil (10) ge- 
wickelt wird. 

15. Verfahren nach Anspruch 14, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Polymerisation des organischen 
Anteils der organisch modifizierten Keramik vor, 
wahrend oder nach dem Umwickeln des Bauteils 
(10) durch Bestrahlen mit UV-Strahiung oder Elek- 
tronenstrahlung aktiviert wird. 

16. Verfahren nach Anspruch 14, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der organische Anteil der organisch 
modifizierten Keramik nach dem Umwickeln des 
Bauteils (10) durch die Zufuhr von Warme polyme- 
risiert und ausgehartet wird. 
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